



















よる SiNPの作製も行い，レーザーアブレーションにより作製した SiNP との比較検討を行った。 
 【実験】 レーザーアブレーションは，溶媒中のシリコンウエハーに対して，フェムト秒レーザー(800 nm, 
100 fs, 1 kHz, 4.6 J/cm2)を任意の時間照射することにより行われた。溶媒として，芳香族系，アルコール
系，炭化水素系を使用した。陽極化成は，フッ化水素酸 (HF)とエタノール (EtOH)の混合溶液
















粒子が生成していることがわかった。この方法により作製した SiNP の TEM 像(図 2(b))からは格子縞も観
測されており，SiNPが生成しているが，サイズは約数 nm～100 nm と幅広い分布を持つことがわかった。
種々の溶媒中でも検討したところ SiNPの生成は見られたが，発光は観測されなかった。  
そこで，これまでに発光性 SiNP の作製方法として最も報告の多い陽極化成法を試みた。図 3 にシリコ
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図 2 レーザー照射による SiNP の作製結果(エタノール中)．(a)レーザー照射時間
に伴う溶液の吸収スペクトルの変化．(b)レーザー照射 30分後の溶液の TEM像．
図 3 陽極化成による SiNP の作製結果．(a)陽極化成前(左)後(右)におけるシリコン
ウエハーの様子(UV ランプ下)．(b)陽極化成時間に伴うシリコンウエハーの蛍光ス
ペクトルの変化． 
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